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(57) Abstract: An optical projection system for a microlithography projection exposure system is used for projecting an object field, 
which is located in an object plane of the projection system, into an image field located in an image plane of the projection system! 
^ Tnis can involve, in particular, a projection lens system or a relay lens system that can be placed in the illuminating system. The 
00 Project* 011 system has a multitude of lenses, which are placed between the object plane and the image plane and which each have a 
ff^ first lens surface and a second lens surface. At least one of the lenses is a double aspherical lens in which the first lens surface and 
g the second lens surface is an aspherical surface. In double aspherical lenses, it is possible, with justifiable effort expended during 
w the machining of the surfaces and testing of the lens surfaces, to produce good-quality lenses that have the effect of an asphere with 
\f) a very high degree of deformation. 

(S| (57) Zusammenfassung: Ein optisches Abbildungssystem fur eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage dient zur Ab- 

Obildung eines in einer Objekt-ebene des Abbildungssy stems angeordneten Objektfeldes in ein in einer Bildebene des Abbildungs- 
systems angeordnetes Bildfeld. Es kann sich insbesondere urn ein 
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Projektionsobjektiv oder um ein im Beleuchtungs-system einzusetzendes Relais-Objektiv handeln. Das Abbildungssystem hat eine 
Vielzahl von Linsen, die zwischen der Objektebene und der Bildebene angeordnet sind und jeweils eine erste Linsenflache und 
eine zweite Linsenflache aufweisen. Mindestens eine der Linsen ist eine Doppelaspharenlinse, bei der die erste Linsenflache und 
die zweite Lin-senflache eine aspharische FJache ist. Bei Doppelaspharenlinsen ist es m8glich, mit vertretbarem Aufwand bei der 
Oberflachenbearbeitung und Prufung der Linsenoberfla'chen Linsen mit guter Qualitat herzustellen, die die Wirkung einer Asphare 
mit sehr starker Deformation haben. 



